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多結晶ポリシリコン

スライスする

スライスする

通常太陽電池（シリコン）の製造工程

CZ法

（Czochralski=チョクラルスキー法）

4、5時間を掛けゆっくり引き上げる

炭素

環境に悪い

ペロブスカイト太陽電池の製造工程

ガラス基板

透明電極

電子輸送層

ペロブスカイト 正孔輸送層

裏面電極 （+）極

（-）極

①ガラス基板に透明電極FTOやITOを塗布しレーザーエッチング

1
個

目

の

セ

ル

11
個

目

の

セ

ル

②透明電極の上に電子輸送層を積層

③電子輸送層の上にペロブスカイト層を積層し、その上に正孔輸送

層を積層し、レーザーエッチング

④正孔輸送層の上に、裏面電極を設置しレーザーエッチング

※これで11枚のセルを直列接続が完了する

6
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目

の

セ

ル


